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Abstrakt: Optickou expozici fotorezisttt dochéazi k lokalni zméné rozpustnosti materialu,
coz se projevi jeho odstranénim ve vyvojkach a vytvoreni reliéfni struktury. Timto
postupem lze vytvaret zajimavé difraktivni struktury pro optiku, které 1ze snadno
replikovat. V ramci tématu se student seznami s problematikou fotorezistu (typy,
vlastnosti, chemické slozeni, mechanismy zdznamu), nau¢i se pfipravovat vzorky
tenkych vrstev fotorezistovych materiali a pomoci optické expozice vyrabét reli-
éfni struktury. Vedle experimentalni realizace struktur bude cilem prace modelovani
procest probihajicich pii optickém zaznamu a chemickém vyvolavani, které vedou
k odstranéni materiadlu a vzniku reliéfu.
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